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Christiane BOﬂI’]C"Z est professeur
emerite & I'université Pierre et Marie Curie ol
elle a notamment dirigé le laboratoire de chimie
physique matiére et rayonnement.

GUY Blaise est docteur &s sciences

Claude Le Gressus est docteur e
sciences appliquées et ingénieur & IINSA de Lyon.
Il est également consultant dans le domaine
des isolants.

Daniel Tréheux est docteur és sciences

et professeur émérite de l'université Paris Xl ou il a
effectué sa carriére d'enseignant et de chercheur.

physiques et diplomé de métallurgie spéciale (INSTN).
Il est également ingénieur & fEcole Centrale de Lyon (ECL).

Spécialistes reconnus des isolants, les quatre auteurs ont uni leurs compétences dans les domaines
fondamentaux et appliqués pour que la recherche conduite sur des matériaux modéles aboutisse a des
considérations pratiques validées par F'expérience et appliquées a des matériauy industriels complexes.

Les problemes technologiques associés a la fabrication et & I'utilisation des ma-
tériaux isolants demeurent nombreux et sont souvent récurrents dans beaucoup de
secteurs industriels. Cette situation reflete les insuffisances des théories de I'endom-
magement des isolants.

Les isolants propose ainsi un nouveau modéle d'endommagement des isolants
permettant d'en prevoir le comportement et décrit une méthode de mesures des
grandeurs préconisées par ce modele. L'ouvrage présente :

- les phénoménes de claquage, de fracture et d'usure expliqués a travers
ce modele ;

- des applications a des problémes technologiques variés et plusieurs
stratégies d’amélioration des matériaux ;

- les caractérisations a effectuer dans un microscope électronique
a balayage pour évaluer la qualité des isolants.

Lexposé de cette meéthode comporte plusieurs développements originaux

essentiels a la maitrise technologique de ce type de matériaux. Les résultats obtenus
sur echantillons de laboratoire permettent ainsi de poser les bases d'une ingénierie
des défauts destinée & adapter tout isolant industriel (polymere, céramique, por-
celaine, composite...) aux contraintes qui lui sont imposées (température, pression,
champ électrique et rayonnements ionisants).

Cet ouvrage constitue un mémento original destiné & servir de guide pratique
a des ingénieurs et & des chefs de projet concernés par la maitrise technologique
des isolants. Il contribuera aussi a la formation des étudiants et a la sensibilisation
des chercheurs a de nouvelles approches fondamentales des isolants.
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